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Abstract 

리소그래피(Lithography, 노광 공정)는 반도체 공정에서 회로를 구성하기 위한 밑그림을 그리는 단계로 반

도체 소자의 집적도를 결정한다. 설계된 반도체 회로를 스캐너 등의 노광 장치를 이용해 웨이퍼 위에 도

포한 감광제로 패턴을 전사해 구현하는 공정이다. 본 강의에서는 리소그래프 공정에 대한 기본 개념 을 

소개하고 마스크, OPC(Optical Proximity Correction), 스캐너 노광 장치, 감광제의 작동 원리를 설 명하고 

미세 패턴 형성을 위한 차세대 노광 기술에 대해 소개한다.  

 

Biography 

2008년 SK Hynix(구, Hynix)에 입사하여 현재 미래기술 연구원에 재직 중이다. DRAM t2y tech. 개 발 및 차

세대 Lithography인 DSA (Direct Self Assembly) 기술 개발 프로젝트에 참여한 경험이 있 다. 현재 차세대

Lithography인 EUVL (Extreme Ultra Violet Lithography) OPC 기술 개발 및 DRAM t1y tech. 개발에 참여 하

고 있는 중이다. 


